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Vyndlez se tyk& podkladové vrstvy pro odstranovdni nét&rd, zejména z krytd lakovanych
ploch.

Povrchové dpravy lakovanim (natfrdnim, mi8enfm &i st¥fkdnim) jsou nejrozSi¥enej¥im
pracovnim pochodem v oblasti povrchové Upravy materidld, N&téry ¥t&tcem jsou univerzdlné
pouZitelné, a to i nap¥. ve strojirenstvi, kde jisté ¥&sti lakované souddsti musi zistat
nenalakované. Jednd se zejména o z4vity Zroubd, lisovac{ plochy, lepici plochy a funk&ni
&4sti, které se déle upravuji jingm zplsobem.

P¥i hromadné vyrob& se viak pou?ivd progresivn&jSich zplsobl lakovdni, a to mafenim
&i n4st¥ikem, kdy plochy, které se p¥i natfréni St&tcem vynechaly, se musi nyni{ chrdnit
kryty lakovanych ploch. Tyto kovové kryty se na upravovany dilec ptichytdvaji rdznym zpisobem,
nap¥. mechanicky pomoci réznych per, pru%in nebo magneticky. Pro provedeni m&&eni nebo
ndst¥iku se tyto kryty sejmou-a znovu pou%iji pro ochranu nelakovangch ploch dal¥fch dflct.
Po tomto vicekrit opakovaném pou?it{ se na krytech vytvof{ tak silny ndnos ndt&rové hmoty,
%e tyto kryty pfestdvajf byt ddle poufitelné. PYesah nénosu n&tdrové hmoty kryje totiZ
i ta mista, kterd musi byt lakovdna a dochdzf ke spojeni vytvo¥eného povlaku na dilci
s ndnosem na krytu, tak¥e pfi odstrandni krytu se lakované plochy po8kodf. Vzniklé ndnosy
n&t&rovych hmot se obvykle odstrafujf opalovénim a mechanickym do&istovénim. Tento zplisob
8i%tdnf{ krytt lakovanych ploch m4 ¥adu nevyhod. Manipulace s hofici ndt&rovou hmotou je
nebezpe&nd, vyviji se toxicky dym, ktery zhor¥uje pracovni prostfedf a &asto dochdz{ teplem
k deformaci krytd lakovanych ploch. Kone&né ru¥ni doli%t&ni je nehygienické, namdhavé
a vyrazné zvysSuje celkovou pracnost.

Dal${ zpisob odstrafiovdn{ vrstev nAdt&rové hmoty z krytd lakovanych ploch vyuZivé
rozpustnosti povlakld vytvo¥enych jako podkladovd vrstva na krytech lakovanych ploch. Nejéast&ji
se pou%iv& 20% roztok polyvinylalkoholu ve vod&. Do tohoto roztoku se kryty namo&i a po
zaschnut{ se na nich vytvo¥{ vy%e popsand podkladovd vrstva. Po provedeni ur&itého poltu
ndst¥ikd se odstrahuje nénos ndt&rové hmoty tim, %e se na kryty lakovanych ploch plisobi
vodou a provdd&j{ se tkony sm&fujfc{ k narudeni alespon jednoho mista na krytu tak, aby
se voda dostala k podkladové ve vod& rozpustné vrstv&. Pou’fvaji se mechanické zpisoby,
nap¥. omildn{ v bubnech apod. Voda pak podkladovou vrstvu rozpusti na celé ploSe krytu
a ke sloupnuti ndnosu nadt&rové hmoty stal{ ji%¥ proud vody.

Nevyhoda v3ak spo&ivd v tom, %e se mus{ pracn& naruSovat ndnos ndt&rové hmoty, aby
se k podkladové vrstv& dostala voda. Naru¥eni se daff mechanicky jen u slabych nénost
nétdrovych hmot, sestdvajfcich ze dvou &i t¥f{ nat¥ri. Siln&j3{ ndnosy ndtért pisobi zna&né
problémy a pouZit{ rozpustné podkladové vrstvy nenf ji% patfi&n& ekonomicky vhodné.

Cilem vyndlezu je odstranit tyto nevyhody dosavadnich zplsobd odstranovAnf nénosu
nédt&rovych hmot z krytt lakovanych ploch.

Okolem vyn&lezu je vytvotit takovou zdkladni podkladovou vrstvu, kterd na vn&jsf
popud zplisobi &4ste¥nou destrukci na ni naneseného nénosu ndt&rovych hmot, aby k ni néla
dobry p¥istup voda. :

Okol je vy¥eSen podkladovou vrstvou pro odstrafiovdni ndt¥rd z krytd lakovangch ploch,
jeji% podstata podle vyndlezu spodivd v tom, Ze obsahuje 1,0 aZ 45,0 % plyn vyvijejiciho
modifikdtoru.

Dal¥f vyznaky podkladové vrstvy podle vyndlezu vyplyvajl z jejiho popisu.

P¥E{fklad 1

Podkladovd vrstva pro synteticky vypalovaci ndtérovy systém
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Pro vytvofeni podkladové vrstvy se pouZije 20% roztok polyvinylalkoholu ve vodé&,
ktery se modifikuje 10 &8 azodikarbonamidu. P¥i vypalovéni natéru (80 °c a% 100 °c podle
druhu laku) je modifik&tor st&ly a nereaguje. Je-1i t¥eba nédnosy nét&rovych hmot odstranit
z krytu lakovanych ploch, zah¥ejf se tyto na teplotu 200 °C a3 220 °c, &imz dojde k rozkladu
modifikdtoru podle schématu:

HZN—g~N=N—g—NH2 —r—————— > Nyt + CO,t + Cot + NH,CONH,

Uvolnéné plyny nadzvednou ndnos ndtdrové hmoty, kterd se ma odstranit a samotny zdklad-
ni povlak siln& nap&ni. Dal${ Sinnost spo&ivd v ponofeni krytd do teplé vody, v ni% je
pEipadn& je¥t& smé¥edlo. Voda se dostane popraskanym a nadzvednutym ndnosem n&tdrové hmoty
a% k zdkladni podkladové vrstvé, kterd se rozpou¥ti. Rozpoustén{ probfih4 urychlen&, protoZfe
k tomu p¥ispivd velky povrch a houbovitost podkladové vrstvy, zpisobené plisobenfm modifik&-
toru. Po rozpufté&nf této podkladové vrstvy se &istdni dokond{ opléchnutim vodou.

P¥ifklad 2
Podkladovd vrstva pro nitrocelulosovy nétéfovy systém

Pro tvorbu podkladové vrstvy se pou¥ije 20% roztok polyvinylalkoholu ve vod&, ktery
je modifikovdn 45 % jemn& rozet¥eného uhli&itanu amonného. V pftipadé odstranovdni nénosu
nédtérové hmoty se dilec ponori do horké vody, kdy v podkladové vrstvé dojde k reakci modi-
fikatoru: - ’

(NH4)2CO3 —————— > 2NH3T + c02¢ + H,0

Uvoln&né plyny zvednou ndnos ndtdrové hmoty a urychli rozpuSté&ni podkladové vrstvy.
Potom se kryty o&istf opl&chnutim vodou.

PY{fklad 3
Podkladova vrstva pro dvojslofkovy ndtdrovy systém

Pro vytvofeni podkladové vrstvy se pouZije snimacif lak, nap¥. na b&zi polymerédtové
prysky¥ice, ktery je modifikovdn 20 % jemn& rozetfendho uhli&itanu amonného. V piipad&
odstrafiovdni n&nosu nét&rové hmoty se kryt lakovanych ploch zah¥eje na 80 °C a% 100 °c,
kdy dojde k reakci popsané v p¥ikladu 2. Uvolndny a nadzvednuty nénos nétérovych hmot
se snadno odstran{ mechanicky. V obtf%n&j%fch p¥ipadech je moZno poulit nap¥. omf{léni

v bubnu apod.
P¥{L{k1lad 4
Podkladovd vrstva pro prafkové ndtérové hmoty nandend elektrostaticky

Pro tvorbu podkladové vrstvy se poufije 5% vodni roztok karboxymetylceluldzy, do
kterého se p¥imfché 3 % toluensulfonylsemikarbazidu. Po ukon¥en{ nandZeni prasSkové nét&rové
hmoty a po jejim vypdleni se kryty lakovanych ploch vystavi pisobenf teploty 225 °c, kdy
se toluensulfonylsemikarbazid rozlo%i za vzniku plynnych slo¥ek, a to vodfku, dusfiku a
kysli&éniku uhelnatého. S takto naruSenym ndnosem natdrové hmoty se kryty mé&{ ve vodé&

s p¥fdavkem sapondtu, &fm% dojde k jejich o&iZt&ni.

\

P¥r{f{klad 5
Podkladova vrstva pfo nédt&rové hmoty nandSené mé&enim

Pro vytvofeni podkladové vrstvy se pouZije 5% vodni roztok karboxymetylceluldzy.,
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do ktexrého se p¥imich4 1 % uhliitanu amonného. Tato podkladovd vrstva se po kaZdém jednotli-
vém mé&eni dflce opat¥eného krytem odstrafiuje spolu s ndnosem nédt&rové hmoty pisobenim

horké vody.

PREDMET VYNALEZU

Podkladov& vrstva pro odstrafovdni natdrl, zejména z krytd lakovanych ploch, vyznadujici
se tim, %e obsahuje 1,0 a¥ 45,0 % plyn vyvijejiciho modifikétoru.

Severografia, n. p., MOST Cena 2,40 Kés
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